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(57) Abstract: Disclosed is a cleaning device (1 1) for the processing gas of a leflow soldering system and a method for the operation 
thereof. According to the invention, the cleaning device contains a cleaning fluid (16) enables non-cleaned process gas (12) to be 
guided, e.g. in the form of rising bubbles (24). The cleaned process gas is removed from the cleaning device (11). By using a 
cleaning fluid to separate impurities from the process, the invention is advantageous in comparison with conventional filths in that 
the process gas is subjected to little flow resistance, enabling the process gas to be cleaned in an efficient, low-cost matter. 
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(57) Zusammenfassimg: Es wird eine Reinigungsvorrichtung (11) fiir das Prozessgas einer Reflowldtanlage vorgeschlagen. Die 
Reinigungsvorrichtung enthalt erfindungsgemaB eineReinigungsflussigkeit (16), durch die veninneinigtes Prozessgas (12) beispiels- 
weise in Form aufsteigender Blasen (24) geleitet wird Das gereinigte Prozessgas wird der Reinigungsvorrichtung (11) entnommen. 
Im Vergleich zu herkommlichen Filtem hat die Verwendung einer Reinigungsfltissigkeit zur Abscheidung von Verunreinigungen aus 
dem Prozessgas den Vorteil, dass diese dem Prozessgas einen geringen StrOmungswiderstand entgegensetzt und gleichzeitig eine 
kostengiinstige and effiziente Reinigung des Prozessgases enn5glicht 
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REINIGUNGSVORRICHTDNG ZUR REINIGUNG VON PROZESSGAS EINER REFLOWLOTANLAGB 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Reinigungsvorrichtung fur 
Prozessgase insbesondere einer Ref lowlotanlage mit einer 
Vielzahl von eine Reinigungsf lussigkeit fur das Prozessgas 
enthaltenden Reinigungsraumen, die alle uber eine Zuleitung 
fur das veriinreinigte Prozessgas und eine Ableitung fur das 
gereinigte Prozessgas durchstrotnbar sind. 

Reinigungsvorrichtungen fur Ref lowlotgase sind beispielsweise 
aus dem US-Patent mit der Nutnmer 4,951,401 bekannt . Diese 
Reinigungsvorrichtungen weisen einen Kanal auf, mit dessen 
Hilfe das Prozessgas der Ref lowlotanlage entnommen wird und 
nach Reinigung mittels eines Filters der Anlage wieder zuge- 
fuhrt wird. Durch den Filter werden Verunreinigungen aus dem 
Prozessgas zuruckgehalten, wobei der Filter ausgewechselt o- 
der ausgewaschen werden kann, sobald seine Auf nahmekapazitat 
erschopf t ist . Eine weitere Reinigungsvorrichtung f lir Pro- 
zessgase einer Ref lowlotanlage ist in der JP 59-029020 A be- 
schrieben. Bei dieser wird das Prozessgas durch eine Reini- 
gungsf lussigkeit geleitet . 

Eine Reinigungsvorrichtung fiir Abgase aus Verbrennungsprozes- 
sen ist in der DE 3 7 2 7 2 94 Al beschrieben. Diese weist ein 
rohrformiges Gehause auf, welches durch tellerartige, so ge- 
nannte Gasverteilerboden in mehrere Abscheideraume fiir das 
Prozessgas aufgeteilt werden kann. Die Anzahl der verwendeten 
Gasverteilerboden ist in ihrer Zahl durch die Lange des roh- 
forraigen Gehauses bedingt. 



wo 2004/030855 




•CT/DE2003/003311 



2 

Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, eine Reinigungsvor- 
richtvmg fur das Prozessgas insbesondere einer Ref lowlotanla- 
ge anzugeben, mit deren Hilfe eine vergleichsweise effiziente 
Reinigung des Prozessgases unabhangig von den durch die Anla- 
ge vorgegebenen Rahmenbedingtingen moglich ist. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS dadurch gelost/ dass die 
Reinigungsraume jeweils durch Module gebildet sind, von denen 
jeweils derart viele parallel durchstrotnbar angeordnet sind, 
dass die geforderte Durchsatzmenge an Prozessgas erreicht 
wird und von denen jeweils derart viele nacheinander durch- 
strotnbar angeordnet sind, dass der geforderte Reinheitsgrad 
fur das Prozessgas erreicht wird. Durch den Kontakt des Pro- 
zessgases mit der Reinigungsf lussigkeit konnen die Verunrei- 
nigungen aus dem Prozessgas an die Reinigungsf lussigkeit ab- 
gegeben werden. Dabei kann vorteilhaf terweise die Reinigungs- 
vorrichtung optimal an die geforderte Abscheideleistung ange- 
passt werden, indem die Module je nach geforderter Durchsatz- 
menge an Prozessgas parallel und nach gefordertem Restgehalt 
an Verunreinigungen in Reihe geschaltet werden. Dabei konnen 
insbesondere auch Module unterschiedlicher Wirkprinzipien in 
Reihe geschaltet werden, urn den geforderten Abscheidegrad zu 
erreichen und beispielsweise Verunreinigungen mit unter- 
schiedlichen Eigenschaf ten optimal ausfiltern zu konnen. Die 
einzelnen, zur Anwendung kommenden Module konnen einfach im 
Aufbau und gering in ihrer BaugroSe gestaltet werden, so dass 
beispielsweise mittels Steckverbindungen auf einfache Weise 
Reinigungsvorrichtungen mit einer fein gestuften Moglichkeit 
zur Kapazitatsanpassung geschaffen werden konnen. 

Bin weiterer Vorteil liegt darin, dass eine Steigerung der 
Abscheideleistung nicht durch einen Anstieg des durch die 
Reinigungsvorrichtung erzeugten Druckverlustes begrenzt ist. 



wo 2004/030855 




CT/DE2003/003311 



3 

Bin zusatzlicher Vorteil bei der Verwendiing von Reinigungs- 
flussigkeit ist dadurch gegeben, dass diese ausgewechselt 
werden kann, ohne den Prozessablauf der Ref lowlotanlage zum 
Stillstand zu bringen. Dabei kann die entnoiranene , venmrei- 
nigte Reinigungsf lussigkeit zeitgleich durch saubere Reini- 
gungsf lussigkeit ersetzt werden. Durch die Vermeidung von 
Stillstandzeiten der Ref lowlotanlage ist vorteilhaft eine 
Steigerung der Wirtschaf tlichkeit des Betriebs einer mit der 
erf indungsgemaSen Reinigungsvorrichtung versehenen Ref lowlo- 
tanlage moglich. 

Es ist vorteilhaft, wenn Module mit verschiedenen Wirkprinzi- 
pien in der Abscheidung hint ere inander in Reihe geschaltet 
sind. Es kann dabei beispielsweise zunachst ein Wirkprinzip. 
mit einem hohen Aufnahmevermogen fur Verunreinigungen verwen- 
det werden, wodurch sich das Prozessgas zunachst in kurzer 
Zeit von einem GrolSteil der Verunreinigiingen befreien lasst. 
Danach kann beispielsweise ein Wirkprinzip mit einer hohen 
Leistung hinsichtlich der erreichbaren Restkonzentration ver- 
wendet werden, so dass sich ein hoher Reinheitsgrad des ge- 
reinigten Prozessgases einstellen lasst . 

Eine Ausgest alt Xing der Erfindung sieht vor, dass ein Durch- 
stromungsweg fur die Reinigungsf lussigkeit derart durch die 
in Reihe geschalteten Module verlauft, dass die Stromungs- 
richtung der Reinigungsf lussigkeit der Stromungsrichtung des 
Prozessgases entgegengerichtet ist. Hierdurch lasst sich vor- 
teilhaf terweise durch Veirwirklichung eines Gegenstromprinzips 
die Abscheideleistung der erf indungsgemaSen Reinigungsvor- 
richtung verbessexn. 

Gemafi einer weiteren Ausgestaltung der modulartigen Bauweise 
ist vorgesehen, dass in den Reinigungsraumen der parallel ge- 
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schalteten Module Reinigungsf lussigkeiten mit unterschiedli- 
chen Reinigimgseigenschaf ten vorgesehen sind. Hierdurch kon- 
nen iinterschiedliche Reinig\ingsf lussigkeiten ausgewahlt wer^ 
den, die vorteilhaft jeweils optimal an unterschiedliche, je- 
weils auszuscheidende Stoffe angepasst sein konnen. Mit die^ 
sen Reinigungsf lussigkeiten lassen sich dann jeweils optimale 
Reinigungsergebnisse erzielen. Bei Einsatz unterschiedlicher 
Reinigungsf lussigkeiten ist es besonders vorteilhaft, die Mo- 
dule bezuglich des zu reinigenden Prozessgases in Reihe zu 
schalten, well das Prozessgas dann in einem Durchlauf alle 
imterschiedlichen Reinigungsf lussigkeiten passiert. 

GemaS einer weiterf uhrenden Ausgestaltung der Erf indung ist 
vorgesehen^ dass der Reinigungsraum ein aus der Reinigungs- 
flussigkeit bestehendes Bad enthalt, wobei die Zuleitung un- 
terhalb des Flussigkeitsspiegels des Bades in dieses miindet • 
Hierdurch ist es vorteilhaft moglich, das Prozessgas in Form 
von Blasen durch das Bad zu leiten, wodurch die Oberflache, 
die zur Abgabe der Verunreinigungen aus dem Prozessgas an die 
Reinigungsf lussigkeit zur Verfugung steht, erhoht wird. 
Gleichzeitig ist der Aufbau dieser Reinigungseinrichtung sehr 
einfach, so dass vorteilhaft eine kostengunstige Herstellung 
moglich ist. 

GemaS einer anderen Ausgestaltung der Erf indung enthalt der 
Reinigungsraum mindestens eine. Abscheidewand, auf deren Ober- 
flache sich ein Film der Reinigungsf lussigkeit befindet. 
Hierdurch kann vorteilhaft eine genau definierte Abschei- 
deflache gebildet werden, die durch die Flache des auf der 
Abscheidewand gebildeten Films an Reinigungsf lusigkeit gege- 
ben ist. 
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Es ist vorteilhaft, wenn die Abscheidewand lotrecht oder mit 
Gefaile im Reinigxmgsraum angeordnet ist imd im Bereich eines 
sich aufgrund dieser Anordnung ergebenen, oben liegenden Ran- 
des der Abscheidewand einer auf diese gerichtete Zufiihrung 
far die Reinigxingsf lussigkeit angeordnet ist. Hierdurch wird 
erreicht, dass die Reinigungsf lussigkeit einem Wasserfall 
gleichend und der Schwerkraft folgend, ausgehend vom oben 
liegenden Rand der Abscheidewand an dieser herunterf lieSt und 
so der Austausch der Reinigungsf lussigkeit unproblematisch 
erfolgen kann. 

Eine wiederum andere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, 
dass in den Reinigungsraum mindestens eine Einspritzof f nung 
fur die Reinigungsf lussigkeit gerichtet ist. Mittels vorzugs- 
weise mehrerer Einspritzof fnungen kann die Reinigungsf lussig- 
keit im Reinigvingsraum verteilt werden, wobei sich ein Ge- 
misch mit dem zu reinigenden Prozessgas bildet. Hierdurch 
wird vorteilhafterweise die Oberflache, die zur Aufnahme von 
Verunreinigungen in die Reinigungsf lussigkeit zur Verfugxing 
steht, vergroSert. Es kann beispielsweise ein Flussigkeits- 
vorhang gebildet werden, durch den das Prozessgas geleitet 
wird. Die Einspritzof fnxingen kdnnen aber auch dusenformig 
ausgebildet sein, so dass in dem Reinigungsraum ein Fliissig- 
keitsnebel erzeugt werden kann. 

Eine weiterf uhrende Ausbildting der Erfindxing ist durch einen 
Zusaramenschluss von mehreren jeweils einen Reinigungsraum 
enthaltenden Modulen derart, dass alle Reinigungsraume durch 
ein Prozessgas durchstrombar sind, gekennzeichnet , Hierbei 
kann der Zusammenschluss zum einen als Parallelschaltung meh- 
rerer Module erzeugt werden, wodurch vorteilhaft eine einfa- 
che Anpass\ing der Kapazitat der Reinigvmgsvorrichtung an ver- 
schiedener Ref lowlotanlagen moglich wird. Dabei entsteht nur 
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ein geringer konstruktiver Aufwand und die Verringerung von 
Einzelkomponenten wirkt sich gunstig auf die Lagerhaltimg bei 
dem Vertrieb der Reinigxingsvorrichtiing aus. Eine andere Mog- 
lichkeit ist die Reihenschaltung von Modulen, wodurch die 
Reinigungsvorrichtung in Bezug auf die Qualitat des Abschei- 
deergebnisses modifiziert werden kann. Dabei konnen insbeson- 
dere Module mit verschiedenen Wirkprinzipien, beispielsweise 
den oben bereits beschriebenen, hintereinandergeschaltet wer- 
den, so dass die Vorteile der einzelnen Wirkprinzipien unter- 
einander kombiniert werden konnen. 

Vorteilhaf terweise kann der Reinigimgsraum einen Ablauf auf-- 
weisen, der mit einer Klarvorrichtung fur die Reinigungsf lus- 
sigkeit verbunden ist. Die Klarvorrichtung kann beispielswei- 
se aus einem Klarbecken bestehen, in dem sich die in die Rei- 
nigungsf lussigkeit eingebrachten Verunreinigungen als Klar- 
schlamm absetzten. Dieser lasst sich dann einfach entsorgen, 
wahrend die geklarte Reinigungsf lussigkeit dem Reinigungspro- 
zess wieder zugefuhrt werden kann, Dadurch ergibt sich die 
Moglichkeit einer Mehrf achverwendung der Reinigungsf lussig- 
keit, wodurch die Wirtschaf tlichkeit bei dem Betrieb der Rei- 
nigungsvorrichtung vorteilhaf t weiter gesteigert werden kann. 

Wei t ere Einzelheiten der Erfindung werden im Folgenden anhand 
der Zeichnung beschrieben. Hierbei zeigen 

Figur 1 eine Anschlussmoglichkeit fur eine Reini- 

gungsvorrichtung an eine Ref lowlotanlage, im 
schematischen Schnitt, die 

Figuren 2 bis 4 mogliche Wirkprinzipien fur Reinigungsvor- 

richtungen mit Reinigungsf lussigkeit im sche- 
matischen Schnitt und 
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Figur 5 ein Ausfuhningsbei spiel der erf indungsgemafien 

Reinigxingsvorrichtung in tnodularer Anordnung 
schematisch und teilweise aufgeschnitten. 

In Figur 1 ist eine Reinigungsvorrichtung 11 dargestellt, 
welche uber eine Zuleitung 12 und eine Ableitung 13 mit einer 
Ref lowlotanlage 14 derart verbunden ist, dass das in der 
Ref lowlotanlage enthaltene Prozessgas entsprechend angedeute- 
ten Pfeilen der Reinigungsvorrichtung zugefuhrt und nach er- 
folgter Reinigung wieder in die Ref lowlotanlage 14 zuruckge- 
fuhrt werden kann, so dass ein Kreislauf fur das Prozessgas 
entsteht , In der Reinigungsvorrichtung ist ein Reinigimgsraum 

15 enthalten, der teilweise mit einer Reinigungsf lussigkeit 

16 gefullt ist. An einer Grenzflache 17 zwischen der Reini- 
gungsf lussigkeit 16 und dem im Reinigungsraum 15 befindlichen 
Prozessgas f indet ein Austausch von Verunreinigungen aus dem 
Prozessgas in die Reinigungsf lussigkeit statt . 

Die Reinigungsf lussigkeit 16 bildet mit einer Klarvorrichtung 
18 in Form eines Kl^rbeckens einen Kreislauf, der tiber einen 
Zulauf 19 zur Reinigungsvorrichtung und einen Ablauf 20 von 
der Reinigungsvorrichtung weg geschlossen wird. In der Klar- 
vorrichtung 18 setzen sich die aus dem Prozessgas in die Rei- 
nigungsf lussigkeit 16 uberfuhrten Verunreinigungen als Klar- 
schlamm 21 ab. Der Klarschlamm kann \lber ein Ablassventil 22 
der Klarvorrichtung entnommen werden. 

Als Reinigungsf Ivissigkeiten konnen beispielsweise inerte 
Flussigkeiten wie Wasser oder Ole eingesetzt werden, die kei- 
ne Reaktionen mit Bestandteilen des Prozessgases eingehen. 
Besonderes vorteilhaft ist der Einsatz von sogenannten 
Perf lourpolyethern, welche weder in Wasser noch in 6l loslich 
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sind und sich durch eine hohe Bestandigkeit gegen reaktive 
Chemikalien auszeichnen. 

Im Folgenden werden weitere Ausfuhrungsbeispiele von Reini- 
gvingseinricht\angen eriautert, wobei Bauteile, die entspre- 
chend dem Ausfuhr\mgsbei spiel gemafi Pigur 1 ausgebildet sind, 
mit gleichen Bezugszeichen versehen sind und nicht naher er- 
lautert werden. 

Die Reinig\ingsvorrichtung 11 gernkS, Figur 2 ist zylindrisch 
ausgefiihrt und weitgehend mit der Reinigujigsf lussigkeit 16 
ausgefullt. Uber den Zulauf 19 und den Ablauf 20 wird die 
Reinigungsf lussigkeit kontinuierlich ausgetauscht . 

Das Prozessgas wird liber die Zuleitung 12 und einen Verteil- 
teiler 23 unterhalb des Fliissigkeitsspiegels der Reinigungs- 
f lussigkeit 16 zugeleitet, so dass das Prozessgas gereinigt 
werden kann, wahrend es in kleinen Blasen 24 in der Reini- 
gxmgsf lussigkeit auf steigt . 

In dem Reinigungsraum 15 der Reinigungsvorrichtung 11 gemaS 
Figur 3 sind Abscheidewande 25 vorgesehen, die teilweise 
gleichzeitig durch die Aufienwandung der Reinigiingsvorrichtung 
11 gebildet werden. An oberen RSndem 26 der Abscheidewande 
sind Zufuhrungen 27 vorgesehen, die mit dem in Figur 3 nicht 
naher dargestellten Zulauf fur die Reinigungsf liissigkeit ver- 
bvinden sind. Wie angedeutet, benetzen die Zufiiihrungen 27 die 
Abscheidewande 25 mit der Reinigungsf lussigkeit , so dass die- 
se an den Wanden hinablauft und sich im unteren Bereich der 
Reinigiangsvorrichtung am Ablauf 2 0 sammelt . Dabei entsteht 
auf den Abscheidewanden 25 ein Film 2 8 der Reinigungsf lussig- 
keit wobei das Prozessgas an diesen Film entlangstreicht . 
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Die Reinig\ingsvorricht\xng 11 gemafi Figur 4 weist im Reini- 
giingsraum 15 eine Vielzahl von Einspritzof fnungen 29 auf , die 
mit dem Zulauf 19 verbunden sind. Die Gesamtheit der Ein- 
spritzof fnungen erzeugt in dem Reinigungsraum 15 einen regen- 
oder nebelartigen Vorhang 30, durch den das Prozessgas gelei- 
tet wird. Die Reinigungsf lussigkeit sammelt sich im unteren 
Teil des Reinigungsraumes im Bereich des Ablaufes 20, 

In Figur 5 ist beispielhaft ein modularer Aufbau der Reini- 
gungsvorrichtung 11 dargestellt. Dabei sind Module 31a, 31b 
vereinfacht als Kasten dargestellt, wobei zwei dieser Kasten 
aufgeschnitten sind. An den geschnitten dargestellten Modulen 
ist zu erkennen, dass es sich jeweils um die Reihenschaltung 
zweier Module mit unterschiedlichen Funktionsprinzipien han- 
delt. Die Module 31a dienen der Vorreinigung und folgen dem 
in Figur 2 dargestellten Funktionsprinzip. Die Module 31b 
dienen der Endreinigung, wobei das Funktionsprinzip gemaS Fi- 
gur 4 verwendet wird. Selbstverstandlich sind auch beliebige 
andere Kombinationen von Funktionsprinzipien denkbar. 

Die Reinigungsf lussigkeit wird zunachst den Modulen 31b und 
dann den Modulen 31a zugeleitet. Daher steht fur die Endrei- 
nigung zxinSchst eine gering durch Verunreinigungen beauf- 
schlagte Reinigungsf liissigkeit zur Verfugung, wodurch die Ef- 
fizienz der Endreinigung verbessert wird. Die Reinigungsf lus- 
sigkeit wird anschlieSend noch fur die Vorreinigung verwen- 
det, wo ein Reinigungsef f ekt aufgrund der noch hohen Konzent- 
ration an Verunreinigungen im Prozessgas moglich ist, Beziig- 
lich der Flussrichtungen von Reinigungsf lussigkeit und Pro- 
zessgas ist also gemaS Figur 5 das Gegenstromprinzip verwirk- 
licht. Genauso denkbar ist jedoch ein Gleichstromprinzip so- 
fern dies fur den konkreten Anwendungsf all geeigneter er- 
scheint. AulSerdem konnen in den Modulen 31b und 31a auch un- 
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terschiedliche Reinigungsf lussigkeiten veirwendet werden, urn 
das Prozessgas nacheinander unterschiedlichen Reinigungs- 
schritten zu unterziehen (nicht dargestellt) . 

Wahrend die Reihenschaltung der Module 31a und 31b die Reini- 
gungswirkiing der Reinigungsvorrichtung 11 verbessert, zielt 
die parallele Anordnung der jeweiligen Modulkoinbination 31a, 
31b auf eine Steigerung der moglichen Durchsatzmenge an Pro- 
zessgas. Hierdurch kann die modulare Reinigungsvorrichtung 11 
an Ref lowlotanlagen tnit unterschiedlicher Kapazitat angepasst 
werden . 
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Pat ent anspruche 

1. Reinigungsvorrichtung fur Prozessgaae insbesondere einer 
Ref lowlotanlage mit einer Vielzahl von eine Reinigungsf lus- 
sigkeit fur das Prozessgas enthaltenden Reinigvmgsraumen 
(15), die alle uber eine Zuleitung (12) fur das verunreinigte 
Prozessgas und eine Ableitxing (13) fur das gereinigte Pro- 
zessgas durchstroinbar sind, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Reinigungsraume jeweils durch Module gebildet sind, 
von denen jeweils derart viele parallel durchstrombar ange- 
ordnet sind, dass die geforderte Durchsatzmenge an Prozessgas 
erreicht wird und von denen jeweils derart viele nacheinander 
durchstrombar angeordnet sind, dass der geforderte Reinheits- 
grad fur das Prozessgas erreicht wird. 

2 . Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass Module mit verschiedenen Wirkprinzipien der Abscheidung 
hint ere inander in Reihe geschaltet sind. 

3 • Reinigungsvorrichtving nach Anspruch 1 oder 2 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass ein Durchstr6mungsweg f\ir die Reinigungsf lussigkeit der- 
art durch die in Reihe geschalteten Module verlauft, dass die 
Stromungsrichtung der Reinigungsf lussigkeit der Stromungs- 
richtung des Prozessgases entgegengerichtet ist. 

4 . Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet. 
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dass in den Reinigiingsraumen (15) der nacheinander durch- 
strombar angeordneten Module (31) Reinigungsf lussigkeiten mit 
unterschiedlichen Reinigungseigenschaf ten vorgesehen sind.. 

5. Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass zumindest ein Teil der Reinigungsraume (15) jeweils ein 
aus der Reinigungsf lussigkeit (16) bestehendes Bad enthalt, 
wobei die Zuleitung (12) jeweils unterhalb des Fliissigkeits- 
spiegels des Bades in dieses mundet . 

6. Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass zumindest ein Teil der Reinigungsraume (15) jeweils min- 
destens eine Abscheidewand (25) enthalt, auf deren Oberflache 
sich ein Film (28) der Reinigxmgsf lussigkeit befindet. 

7. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Abscheidew&nde (25) lotrecht Oder mit Gef^lle in den 
Reinigungsraumen (15) angeordnet sind und im Bereich von sich 
auf Grund dieser Anordnung ergebenden, obenliegenden Randern 
(26) der Abscheidewande auf diese gerichtete Zuftihrungen (27) 
fur die Reinigungsf lussigkeit angeordnet sind. 

8 . Reinigungsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, 

dass zumindest in einen Teil der Reinigungsraume (15) jeweils 
mindestens eine Einspritzof f nung (29) fur die Reinig\ingsf lus- 
sigkeit (16) gerichtet ist. 
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9. Reinigxangsvorrichtimg nach einem der vorangehenden Ansprn- 
che, dadurch gekennzeichnet, 
dass zumindest ein Teil der Reinigiangsraume (15) jeweils ei- 
nen Ablauf (20) aufweist, der mit einer Kiarvorrichtung (18) 
fur die Reinigungsf lussigkeit verbxanden ist. 
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